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二. 成果简介： 

    掺铝氧化锌（AZO）薄膜是一种透明导电薄膜，其在太阳能电池，LED 等领域有着广泛的应用。

本项目通过非真空原子层沉积（SALD）设备制备 AZO 薄膜，采用多源共注入的方法，克服了传统

的周期性掺杂容易形成 Al 团簇，从而容易形成无效的掺杂。掺杂效率得到有效提高（高达 90%）。

所制备的 AZO 薄膜电阻率低至 10-4Ω-cm，可见光透过率达 85%以上，并且理论成本较低。有望取

代昂贵的 ITO 透明导电薄膜。 

三. 主要研究内容及创新点： 

   1. 本项目通过非真空原子层沉积法制备 AZO 薄膜，采用多源共注入的方式得到均匀分布的 Al

掺杂，掺杂效率由传统多层式掺杂的 20%提升到 90%。 

2. 研究了金属源蒸气压曲线，调控源瓶温度，实现可调变的光电特性。 

3. 研究了 AZO 薄膜的退火特性。发现热退火可抑制氧空位缺陷，提高薄膜的禁带宽度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     图 3.DEZ 和 TMA 蒸气压曲线 

图 4.AZO 薄膜穿透反射图 图 5.不同源瓶温度 AZO 薄膜掺杂效率    图 6.不同源瓶温度 AZO 薄膜电阻率   

四. 主要研究成果及应用情况 
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